Solution for researching

Suporte Circular Para Wafers De Ptfe De 6 Polegadas
Resistente A Acidos E Alcalis Cesta De Limpeza Para

Semicondutores Personalizavel
Numero do item: PL-CP207

Aplicacao

Processo de Limpeza RCA

Etching Piranha

Imersées em Acido Fluoridrico
(HF)

Enxague Pds-CMP

Fabricagdo de Células Solares

Fotolitografia

Limpeza Ultrassonica

Etching de Semicondutores
Compostos

Detalhe da Especificacdao para PL-CP207

Identificador do Modelo
Construcao do Material

Compatibilidade com
Tamanho de Wafer

Configuracdo Geométrica
Compatibilidade Quimica

Tolerancia de Temperatura

y

Usado para remover residuos organicos, finas camadas de 6xido e
contaminagéao ionica de wafers de silicio usando solugdes SC-1 e SC-2.

Manuseio de wafers em uma mistura de acido sulfurico e peréxido de

hidrogénio para remover matéria organica pesada.

Remogé&o de camadas de 6xido sacrificiais ou 6xidos nativos de superficies

de silicio em varias concentracées de HF.

Transporte de wafers através de ciclos de limpeza apds o Polimento

Quimico-Mecanico para remover particulas de slurry.

Processamento de wafers de silicio monocristalino ou policristalino de 6
polegadas durante etapas de texturizagao e difusdo de fésforo.

Suporte a substratos durante o desenvolvimento e remogao de fotoresist

usando solventes e removedores especializados.

introducao

Suportes circulares para wafers de PTFE de 6
polegadas de alta pureza, projetados para
limpeza de semicondutores. Excelente
resisténcia a acidos e alcalis para limpeza
piranha e etching com HF. Cestas usinadas com
precisao e totalmente personalizaveis garantem
0 manuseio seguro de substratos durante
rigorosos processos quimicos umidos, banhos
de imersao e enxague ultrassonico.

Saiba mais

Beneficlo Principal

Alta resisténcia térmica e quimica previne degradagao do
transportador durante imersdo em banho aquecido.

Resisténcia excepcional a ambientes oxidativos agressivos
garante longa vida (til do equipamento.

A pureza do material previne a introducéo de ions metélicos no
ambiente de etching sensivel.

Superficies lisas e antiaderentes previnem o aprisionamento de
particulas e facilitam a limpeza ultrassonica eficaz.

Construgao robusta suporta alto volume de produgdo em linhas
de produgao industrial exigentes.

Compatibilidade universal com solventes previne inchamento ou
amolecimento da estrutura do transportador.

Transporte de componentes delicados em banhos ultrassonicos ou
megassonicos para remogao de alta precisao de contaminantes.

Processamento de wafers de GaAs, InP ou SiC em misturas quimicas
especializadas para fabricagdo de dispositivos optoeletrénicos.

PL-CP207

PTFE Virgem de Alta Pureza (Opgdes personalizadas em PFA disponiveis)

6 Polegadas / 150mm de Didmetro

Cesta de Limpeza Circular / Tipo Cesta Flor
Resisténcia universal (Acidos, Bases, Solventes, Oxidantes)

Adequado para processamento criogénico até alta temperatura

Rigidez estrutural permite transmissdo eficiente de energia
acustica para as superficies dos wafers.

Geometria de ranhura personalizdvel acomoda vérias
espessuras de wafer e materiais de substrato frageis.
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Parametro

Capacidade de Dimensdes, nimero de ranhuras e configuragdes de alca totalmente
Personalizacao personalizaveis

Acabamento Superficial Usinado com preciséo, ultra liso, ndo poroso

Projetado sob medida para os requisitos especificos de quantidade de

Capacidade do Lote i
wafers do cliente

Método de Fabricacdao Usinagem CNC Sob Medida / Fabricag@o Personalizada
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